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Sposéb pomiaru polysku i urzadzenie do stosowania tego sposobu

Przedmiotem wynalazku
polysku przy pomocy fotodiod lub fototranzysto-
r6w germanowych i krzemowych oraz urzadzenie
do stosowania tego sposobu w praktyce.

lega na uzyciu do pomiaru zbieZnego strumienia
Swiatla o bardzo malym kgcie brylowym i ognis-
kowaniu go przez mierzong powierzchnie na czu- rejestrowana na rowni
tym fotoelemencie typu fotodiody lub fototran-

zystora.

Przedmiot wynalazku

jest przedstawiony na
rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia schema-
tycznie zasade pomiaru wedlug wynalazku, fig. 2
przedstawia schematycznie znany sposéb pomia-

jest sposéb pomiaru ®r na wynik pomiaru stosuje sie przestony 6 w

ognisku ukladu soczewek skupiajacych §wiatlo od-
bite. Otwér przestony przy tym nie moze byé zbyt
maly z uwagi na strate §wiatla i zmniejszenie czu-
Sposéb pomiaru potysku wedlug wynalazku po- 5 lodci aparatu. W wyniku tego oraz w wyniku wad
soczewek duza cze§é Swiatla rozproszonego (¢, prze-
dostaje si¢ na powierzchnie fotoelementu 7 i jest
ze $wiatlem odbitym
zwierciadlanie ;v i podwyzsza warto§é mierzo-

10 nego polysku. W znanych polyskomierzach do po-

miaru uzywa si¢ strumienia §wiatla o kacie bry-
lowym wynoszacym kilka steradianéw; powstajace
stad bledy pomiaru polysku mogg osiggnaé nawet
kilkana$cie procent. Dgzenie do zmniejszenia wpty-

ru, fig. 3 przedstawia w przekroju podluznym 15 wu $wiatla rozproszonego spowodowalo znaczna

aparat mierzacy, fig. 4 przedstawia urzadzenie
w widoku aksonometrycznym.

W budowanych i uzywanych dotychczas polys-
komierzach fotoelekrycznych, opartych na foto-

rozbudowe systemu optycznego obecnych aparatow
i zwiekszenie ich rozmiaréw oraz ciezaru. Znaczne
straty $wiatlta w ukladzie optycznym (soczewki,
przestony) oraz ograniczona czulo§é fotoogniw i

komérkach proézniowych lub ogniwach selenowych 20 fotokomérek prézniowych obnizaja ogélng spraw-

jako fotoczujnikach, do pomiaru stosuje sie réw-
nolegly strumien §wiatla, ktéry jest rzutowany ze
zrédla 1 przy pomocy kondensora 2 na mie-
rzong powierzchnie 3 i po odbiciu - -od niej jest
skupiany odpowiednim ukladem soczewek na fo-
toogniwie 7. Powstajagcy w fotoogniwie prad, pro-
porcjonalny do iloSci odbitego $wiatla mierzony
jest czulym galwanometrem lub miernikiem elek-

tronowym 8.

Dla zmniejszenia wplywu $wiatla rozproszonego
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no$¢ ukltadu fotoelektrycznego i zmuszajg do sto-
sowania silnych zrédel §wiatta oraz bardzo czulych,
wrazliwych na mechaniczne uszkodzenia mierni-
kow jak galwanometry lub mierniki elektronowe,
co powoduje zwiekszenie rozmiaré6w oraz ciezaru
obecnie produkowanych polyskomierzy i ogranicza
ich stosowanie giéwnie do stacjonarnych, labora-
toryjnych warunkéw pracy.

Przy przeprowadzeniu pomiaru polysku' Sposo-

bem wedlug wynalazku, przy uzyciu .strumienia
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zbieznego, nie zachodzi konieczno$é stosowania so-
czewek ogniskujacych odbity strumien $wiatla.
Fotodiode 1lub fototranzystor umieszcza sie w
ognisku powstalym w wyniku odbicia zbieznego
strumienia $§wiatla od mierzonej powierzchni. Ze
wzgledu na bardzo malg powierzchnie czynng, fo-
todioda ,zbiera” niewielkg cze§é S$wiatla rozpro-
szonego pochodzgcego z malego kata brylowego,
rzedu 0,5 steradiana.

Przy pomiarze polysku sposobem wedlug wyna-
lazku zbiezny strumien $wiatla jest rzutowany
przez kondensor 2 na mierzong powierzchnie 3
pod katem padania «a, odbijany i ogniskowany przez
nig na fotodiodzie lub fototranzystorze 4 pod katem
odbicia B = a. Przeplywajacy przez fotodiode 4
prad jest proporcjonalny do wielkoSci odbitego
strumienia §wiatta, czyli do potysku i jest mierzo-
ny mikroamperomierzem 5. Zrédlem S$wiatla jest
zaréwka 1 zasilana ze stabilizowanego Zréodia pradu
elektrycznego.

Aparat sklada sie z dwdch czesci: czujnika foto-
tranzystorowego oraz cze$ci B zawierajgcej mikro-
amperomierz, zrédlo nasilania oraz elementy do
regulacji danego miernika. Obie czeSci aparatu sa
potaczone kablem elektrycznym 11.

Czujnik fototranzystorowy, fig. 3 sklada sie z
na$wietlacza (zaré6wka z kondensorem) 9 rzucajg-
cego zbiezny strumien Swiatla na badang powierz-
chnie 3 oraz fototranzystora lub fotodiody 10 mie-
rzacych strumien odbity. Naswietlacz i fototranzy-
stor zamocowane sg w ten sposéb, aby zachowany
byt warunek: kat padania réwna sie katowi od-
bioru (odbicia) strumienia §wiatla. Czujnik posiada
Swiatloszczelng obudowe 12 zaopatrzong w szczeli-
ne pomiarowg 13, przez ktérg wydostaje sie stru-
mien $wiatla padajacy na badang powierzchnie 3
i powraca strumien odbity. Druga cze$§é aparatu B
znajduje sie w przeno$nej obudowie i zawiera
mikroamperomierz 14, Zrdédlo zasilania oraz ele-
menty 15, 16, 17 do wlaczania i regulacji miernika.
Do zasilania polyskomierza sluzy malty akumulator
lub bateria sucha. Jako miernik fotopradu zostal
uzyty mikroamperomierz. Fotodioda moze pracowaé
w ukladzie mostkowym lub szeregowym przy
ujemnym napieciu polaryzacji rzedu kilku woltéw.
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Przy pracy w ukladzie mostkowym uzyskuje sie
wiekszg stabilno§é pracy polyskomierza, czulo§é
jednak jest mniejsza.

Obsluga aparatu jest prosta i obejmuje wlgczenie
elektrycznego zrdédla zasilania, cechowanie mierni-
ka pradu oraz dokonywanie wtasciwych pomiaréw
polysku. Cechowanie miernika przeprowadza sie po
ustawieniu ' czujnika fototranzystorowego na po-
wierzchni wzorcowej; polega ono na sprowadzeniu
wskazowki mikroamperomierza 14 przy pomocy
elementow 15 i 16 w pozycje ,,0” przy wylaczonym
nas$wietlaczu oraz w pozycje ,,100” przy wiaczonym
naswietlaczu.

Po dokonaniu cechowania aparatu przeprowadza
sie wladciwe pomiary. Przeprowadzenie wlasciwego
pomiaru polega na ustawieniu czujnika na mierzo-
nej powierzchni i dokonaniu odczytu wartosci po-
tysku na mikroamperomierzu w procentach wzgle-
dem potysku powierzchni wzorcowej, ktéry przyj-
muje sie za 100%.

Obudowa czeSci B aparatu posiada pojemniki 18
i 19 do przechowywania czujnika, kabla lgczgcego
i wzorcow potysku.

Polyskomierz fototranzystorowy w poréwnaniu
z klasycznymi polyskomierzami fotoelektrycznymi
odznacza sie szeregiem zalet, a przede wszystkim
matymi wymiarami i ciezarem, duza czuloicig oraz
malym zuzyciem energii elektrycznej. MieSci sie w
niewielkim futerale i moze stuzyé jako aparat pod-
reczny, przenoSny do pomiaréw réinych powierz-
chni, a przede wszystkim powlok lakierowych,
tworzyw sztucznych, ceramicznych oraz metalo-
wych. ‘

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b pomiaru polysku, znamienny tym, ze
do pomiaru uzywa sie zbieznego strumienia §wiatla
o kacie brylowym od 0,1 do 1,5 steradiana.

2. Urzadzenie do stosowania sposobu wedlug
zastrz. 1, wyposazone w czujnik fotoelektryczny,
ktorym jest fotodioda lub fototranzystor germano-
wy lub krzemowy, znamienne tym, ze czujnik fo-
toelektryczny umieszezony jest w punkcie obrazo-
wym zbieznego strumienia §wiatla odbitego od mie-
rzonej powierzchni. .
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